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01 - Divers

Divers

Spectral Nm 1000
Electrovolt eV 1,24

440
2,82

Transparent

Classical a 2 parameter
Classical Cauchy transparent
Lorentz Conrady

Schott

Hartman
Sellmeier transparent

Matériaux absorbants

Méthode :

identifier le nombre de pics d’absorption dans la gamme spectrale de travail

isoler le premier pic (en énergie) E1 ou wlou wj
localiser approximativement le gap EO ou Eg ou wg

Tauc-Lorentz
Cauchy absorbant
Sellmeier absorbant

new amorphous
Amorphous
new amorphous
Cody-Lorentz

classical
Tauc-Lorentz

UDF

Double amorphous
New amorphous
Quatre amorphous

Quatre oscillators
Tauc Lorentz2
Tauc Lorentz3

Classical
Triple amorphous
Triple new amorphous

Matériaux absorbants semiconducteurs

Adachi new Forouhi Kato Adachi IR
Adachi Adachi Forouhi
Adachi 2 Forouhi Adachi new Forouhi

Excitonic
Kato Adachi

Adachi 3 Forouhi Afromovitz Kato Adachi IR
Métaux
‘ UDF Drude n*Lorentz

Pour une correction du fit , on peut mettre ¢ =1
Déterminer la taille du spot

- Plus le spot est grand, plus on a des informations

Ic-1s

- Plus on a des oscillations, plus I’échantillon est épais

- on a des oscillations = on a des couches transparente
- si c’est régulier 2 monocouche ou couche absorbante
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10 - Lancement logiciel et profil

Allumer La lampe + PC

Attendre 10 min avant de lancer une mesure

k

10.1 - Lancer le logiciel
| Motor Server 2.6.2.21

Cliquer sur

Le stage se réinitialise

Motars initialization
XYZ stage initialization
I\/eriiying KYZ positions

[l

10.2 - Choisir un profil

e | (5

GER| P Lt bt Lk

Cliquer sur

[NV AR s Software Options

Results o R =
: Reports =1l User Library file folders
. . . ports User Library s - .
Ch0|5| r |e proﬂ | P Application Current User Lj : & Sort by name Sort by creation order
Application Library
s ﬁh Create a new profile | 8‘ Delete the current profile
VOiI’ ci dessous File name formats Folders -
File explarer Data Manipulation ADelaPsiziUser Library\PtaiD sta Manipulation’ =
by CADeltaPsi2yUser LibranysPratSubstratess
Tool bar Materials CADeltaPsi2yUser Libram\Ptab aterials'
Samples CADeltaPsiZvU ser LibramAPtahS amples,
Models CADeltaPsi2\User LibraryPrab adels'
Progress screens Multimodels C:ADeltaPsizhUser Library\Pta\Multimodels',
—_— Modeling Scenarios C:ADeltaPsi2hUser Librany\Pta\Modeling S cenarioh
Calculated Grids C:ADeltaPsi2hUser Librany\Pta\Grids',
observables Recipes C:ADeltaPsi2yUser LibranssPravRecipesh
Acquisition Fepart Templates C\DieltsPsiz\User LibranyPta\Report Templatesh
parameters Acquisition Data CADeltaPsiZvU ser LibranAPahAcauisition Datah
Observables Model Results CADeltaPsi2yUser LibranysPra\badel Results'
precision Multimadel Fiesults CADeltsPsiz\User Libran\PtatMultimods] Fiesults\
Modeling Scenario Results CADeltaPsi2\User LibranyPtaModeling 5 cenario Resultsh.
Modeling output | || |Recipe Resuls C\DeltaPsi2Aser Librany\Pta'Recie Resulst
Model Reports CADeltaPsi2hUser Librany\Pta\Model Reportsh @
| @cose | 3

Cliquer sur « CLOSE »

Profil :

PTA commun — commun a tous le monde a ne pas modifier

PTA commun a modifier - commun a tout le monde que |'on peut modifier
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11 : Positionnement de I’échantillon

11.1 - Positionner son échantillon

Cliquer sur %

H%E B'|§i‘ ‘fv\eai. f::q. Ead.é

Materials % LCE
B ¥ User Libr
_ AutoSE = ¥ Acquis lezl AutoSE
Puis sur @ 10s.
: . x Cancel

Home / SC
Spot Size (um) Z Adjustment ~  System Status

250" 250 X

Sample Height

lllumination is ON
0.00 mm

@ ‘acuumis OFF
Autofocus Signal Level Save Image

Predefined Positions Joystick

Calibration Sample
Reference Sample
Home
Loading

11.2 - Déterminer la taille du spot

Z Step (mm)

Plus le spot est petit plus les
mesures sont longue

2o0" 250 ~|8 spot standard = 250%250

11.3 - Déplacement

Spot Size (pm)

2 solutions — XYZ steps ou Current Position

X = déplacement
Y = déplacement
XY Step ou Z Step = pas de déplacement

11.4 - Mettre son échantillon
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Pour sortir le stage

Current Position

Mettre
X=50
Y=-100

Cliquer sur

Apreés avoir place
I’échantillon

Pour centrer I’échantillon

Wafer 2 pouce
X=75.6
Y =-74.62

Wafer 4 pouce

X=51
Y=-51.6

Cliquer sur

Nous devons ajuster le carré au milieu des 2 barres

Pour cela il faut changer le Z

Z= pour un wafer 2

Z= pour un wafer 4

Z= pour un wafer 4 avec un petit échantillon au-
dessus

(voir 3.2 — déplacement)

XY Home
position

(X, Y)=(0, 0)

(101, -98.75) Notch (-101,-98.75)
\Wﬂfer flat cut
Push the
shaped samiple
to the corner
_ Shapeless
| " Sample
Rail st:bp &~ P
X
XY Home
osition
(X, Y)=(0, 0)
FRONT
(101, 98.75) _ (-101, 98.75)
Yv

Noter la valeur exacte de Z, si on lance une mesure en automatique

Ellipsometre notice
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21 - Lancement d’une mesure simple sans modification

Apres avoir place son échantillon voir : 11

21.1 - Lancer une acquisition

Dans « User Library » ou choisir une = W User Library
routine -+ W Acquisition Routines
10 5 acquisition.acq
y + Bun 10 s for thick film +1mic autofocus.acq
Cliquer sur —————— 10 s for thick film +1mic.acq

15 s acquisition.acq

20 s acquisition autofocus.acq

20 s acquisition.acq

20 s for thick film +1micron autofocus.acq
20 s for thick film +1micron_acq

5 seconds acquisition time.acqg

b seconds autofocus.acqg

acquisition time a modifier autofocus.acq
acquisition ime a modifier.acqg

Pour des mesures de forte épaisseur utiliser : for thick film +1micron.acq

Mettre le nom du fichier sauvegardé

La mesure se trouve dans + [ User Library
- ¥ Results
- W Acquisition Data
-5 2017.11.27
-5 10s
wafer si Al203.A1203
wafer 5102 calib wafe
+- (1 30s
+- [ 2017.11.30
+- [ 20172.12.06

21.2 - sélectionner un modéle

Cliquer sur un modele pour le selectionner - W User Library
+ I Acquisition Routines
P Data Manipulation
+- [ Materials
- ¥ Models
+- [ customer models
+- ] Training
450nm.1000nm.mdl
Al.mdl
Al-2 mdl
Al203 (0-300 A) on Al.mdl

Fenétre
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— Les différents modeéles

_»UKIBJEIJI!!.AI_!J_I 1
[ - T — T

= B Raports
& B Application Library

— Modele

T
—résultat R . lj

3

4

— graphique simulation =

. s
Choisir I'échelle Thickress unit:lﬁx v” v Clear results before fit ‘

401 :FEP ¥ Exp. File : ||—
| o

Description de 2 notre model [F] 600.0 [F]8i02_osc.dsp

c-Si_HJY . ref

21.3 - Mettre I’acquisition dans le model

(| O S| e R B e B R Fad | (O KR

, . ) F
L’acquisition se trouve dans : 2 N S

- W Usar Libiary o | Pt | H| C|B| '|
e reeiirme M_I_IEJ.EI_&E_JI— Eolx 8l
L rwlﬂ.lll |l|||m|.|lu||r| v _.l Hl J ﬂg‘([ ﬂ
- W Rasulis v
g
= W Acqgesieon Dals 5 :E:};; |
& [ 2009.06.05 LY naa

¥ Acquesison Dualn

= B 20091126 + L 2009, 06.05
- _. er"l"g * 1 2008.11.26
+ Ly trainin "
5 0210_abs evant calib spe 0311_ohs et celib ape .
al_2spe
al_Z spir ke apees calib spe
b apes calib_0510.spe

'E- ale apirs calibospe irohi sl i
sy nbw mpans calib_0510spe b co npras ok 0610L5pa

) HFOZ spir
=% in gap ga as film.spe

= in gap aa as film_bis
= in gap go as.spe

= Mo s Sispa

Faire un glisse dans e \

5 5I mult-opaissear-aune. sp —
- | 5 i ot spe N - :
L J E:.:p_ File S i rin M2 sl 3p0 Thickrees 7 s s ekre Bt | [ Dhoa graph bikoe stmlation | [ Shoms ol i shopn
= SN an ALOw.s po Az s e

=% Silspe

S SiNHEE spe

i SiNGlazsi spe

% Si02 helasoquas 2 5pe

= Si02 belovoguas spall0.spe
3 Si02 hetuvoguss spat150_2 spa
%3 Si0 helnangune spe

" winck § couchus spe

ik ALOK-SiN sper m EOD.O [Fl5i02_oscdap

3 inZofi. m
5 st s Y e
=1 Iululuﬂﬂ 000 spe :

s s nmarphe spe Firg chosce

+ B Modul Plesstts [ =] [

| i Rt 1| A e T

21.4 - Faire la mesure

Cliquer sur

21.5 — Récupération de resultat

Cliquer sur

puis enregistrer le fichier dans votre repertoire ( fichier en .rtf)
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22 - Lancement d’une mesure simple avec modification

Apres avoir place son échantillon voir : 11

21.1 - Lancer une acquisition
Dans « User Library » ou choisir une
routine

«" Bun

Cliquer sur

Pour des mesures de forte épaisseur utiliser :
Mettre le nom du fichier sauvegardé

La mesure se trouve dans

21.2 - sélectionner un modéle

Cliguer sur un modele pour le selectionner

- W User Library
- W Acquisition Routines

10 5 acquisition.acq
10 s for thick film +1mic autofocus.acq
10 s for thick film +1mic.acq
15 5 acquisition.acq
20 s acquisition autofocus.acq
20 s acquisition.acq
20 s for thick film +1micron autofocus.acq
20 s for thick film +1micron_acq
5 seconds acquisition time.acq
b seconds autofocus.acq
acquisition time a modifier autofocus.acq
acquisition ime a modifier.acqg

for thick film +1micron.acq

+- P User Library
- ¥ Results
- W Acquisition Data
-3 2017.11.27
-5 10s
wafer si Al203.A1203
wafer 5102 calib wafe
+- (1 30s
+ ] 2017.11.30
+- ] 2017.12.06

= W User Library
+ I Acquisition Routines
P Data Manipulation
+- [ Materials
- ¥ Models
+- [ customer models
+- ] Training
450nm.1000nm.mdl
Al.mdl
Al-2 mdl
Al1203 (0-300 A) on Al.mdl
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Fenétre

— Les différents modeéles

SEeom e

—_ et |
o3 foven sl oo siede T ]
™ — — —

Fapo
& B Application Library

— Modele p
1
3 , —
—résultat ) et

- graphique simulation L

_H‘I—I—HMIEI H‘I“Im] s |1 |em E’El

. s
Choisir I'échelle Thickress unit:lﬁk v” v Clear results before fit ‘

401 :FEP ¥ Exp. File: |
| E

Description de 2 notre model [F] 600.0 [F]8i02_osc.dsp

c-Si_HJY . ref

21.3 - Mettre I’acquisition dans le model

L’acquisition se trouve dans : R

Madals 3
T B e i CrEY
b Alz] vjajeiu] @eym F Blolx] gl -
" PP | R 'P"*M‘.M e[ =] | Sl _;_‘
I ':ﬂﬂn. mon Dhat 3
= s ela i s & W Rocipos
& () 2009.06.05 | I RepsnimR
£ [ 2009.11.26 < ¥ docplsbdan Den
= ) training : Dzoa iz .
£ 0310_nbs st calib spe 53?:'5'f3-mmmm i
&% ol 2.spe E A i
£y abe apies calib spe R e
55 nbe apans calib_0%10spe BY ln e o el 50 e
- in gap ga as filmspe
in uupqu-nlm_bnd.\
in gap ga a=.xpe
Ho swe Si.spe
Faire un glisse dans o e \
= 5| mulli-epaissee-jaune sp —
L J EHD. File | = ::::xm‘“ IW@WR I Do graph befioe semdation | [ Shims ol g sheps
St an AL spe A= s Pl
Stitapa
SiNSloZsi spe

5 Si0Z Mleaguae 2 spo

4 Si02 hetosogess spotl G0 spe

= Si02 butwanguas spatl 60_2 spe
Si02 balnenguas. spa

stack § couchus spe

stk ALO il spe | oo D802 encdap

taZah spa

spe
5% tustalul 4] 001 spe e - —
i b e che e pocsdae Miieleey devirgon
T e o e ] oo st | 0w

o B Facipn Fasult
. o B Racipu Rasuts S|t mEe | s |@|Ee | s |@es | s |@|es |
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[F]

Cliquer sur « F »

2 solutions : (determiner tolérance)

1°/Donner une valeur nominal

v Fit

496.99 nm

2°/Donner une marge

* Multiguess absolute :

Start : 400.00 nm
End : 520.00 nm
Increment : 50.00 nm

" Multiguess relative :
™ Multistart absolute :

" Multistart relative :

On cligue 2 fois sur [F]:

Valider par OK

Pour effectuer une mesure plus rapidement nous

pouvons tous décocher sauf
lv-Single Oscillator

2
(6.7 &) O,

2 2 .
o, "o Til,0

Fit

Cliquer sur

Récupération de resultat

Cliquer sur

Ellipsometre notice

Fitting Choice Properties for layer #1 Ld:h

Thickness | Materials | Special functions I LB.R. ]T.N.U. ] Checks]

¥ Fit

496.99 nm
Start : 400.00 nm

" Nominal value :

®

" Multiquess relative :
End : 520.00 nm
" Multistart absolute :
Increment : 50.00 nm
" Multistart relative :
" Correlatedto : Layer number : 14 :
Ratio factor :
* Fixed : 1.000
" Variable : Start : 1.000
End : 1.000

Increment : 0.000

[F]Si02 wafer oxyde thermigque dsp

Dispersion Fit Parameters

Dispersion formula name : Classical

Parameters Sub-formula l

Dispersion file name : 3102 wafer oxyde thermique.dsp

¥-High Frequency

S

¥-Single Oscillator

) YT, #0
(6,7 e ),

2 2 .
o, "o tTil,o
v -Drude Model

0)p

-0’ +il, 0

¥ -Double Oscillator

2 Yy, #0
2 2 .
1Oy 0" T1y,0

puis enregistrer le fichier dans votre repertoire ( fichier en .rtf)
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23 - Création rapport d’une mesure simple

23.1 —rapport de base en rtf

A Madel - si MgO-2.md!

Fesults |
Al siv| @Je11] S[EyE| @[+ | o] k| m-| &
Left: [1s =] ®:[PhotonEneray  ~| Right:[ic -] ¥’ minimization on Is,Ic,Ic'
Is = 5in(2¥) x5in ), Ic = 8in(2¥)xCos (4)
Ic'= Cos(2¥)
07 ¥® = 0.034894 L
Iterations Number = 12 3
0.65
Parameters
06 1) L1 Thickness [mm] = % 0.018
<] 2) Mg0 sur si ew = - 2000 = 0.432162%
15 0.55 | 3) Mg0 sur =i es = 3.1838300 2 0.0122473
4) Mg0 sur =i et = 2.7153150 =  0.1438109
5) MgD sur =i wp =  0.0000000 * 311.9563000
021 §) MZO sur si T, = 1.1206000 =  0.0217257
7) MgD sur si Td =  0.0000000 * 311.9563000
045 g) Mg =ur =i f, =  0.0000000 # 311.9583000
2) MgO sur si w,, = 0.0000000 = 311.9563000
04 10)Mg0 sur si vy = 0.0000000 = 9563000
11)Mg0 sur =i I, = 0.0000000 = 9563000
12)Mg0 sur i W, = 0.0000000 % .9563000
Photon Energy (V) 13)Mg0 sur =i = 0.0000000 % 311.9563000
Fit [ 1 | =038 [ Photon Energy = 1.5 e\ [ k=019 3| o ‘ -

LIEIDY
Thickness unit: | nm v” [ Clear results before fit | ¥ Clear graph before simulation | [~ Show all fitting steps

A01:[~[ 70,000 * ¥ Eup Fie: [lsi-mgo.- 01.10h 09mn 26s_spe i

[F] [FIMgO sur si.dsp 23| &3

Si100_jel ref X

Fitting chaice Fitting procedure Modeling description Output description —— .
IDelauIl ;I ISingIe Step ;I I Default ;I IDelauIl ;I Simulation Save
edd || Ed. || ads || e | add || Ed ||| sse || e | R Serels

23.2 - rapport de base

I Shiow repu:nrt||

Cliquer sur selectionner le rapport

Double clic, pour avoir le Select & report template ’ .

rapport =

<User Libran/\Report Templates>>——-

@Hﬂppﬂl"t base - general . couche mesure mdt

<Application Librar/\Report Templates»—
detail mdl-fit gra-ba. mdt

Sauver votre fichier

11
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31 - Lancer une acquisition en automatique

Faire = 11 - Positionner son échantillon ( noter la valeur du Z )

31.1 - Selection de la recette

= W User Library
+- I Acquisition Routines
P Data Manipulation
P Materials
I Models
> Grids
¥ Recipes
fiih Si_Si02_Thermique 50mm 5pts.rcm
fi Si_Si02_thermique CF mesured9pt.rcm
fici Si_Si02_thermique CF mesure9pt 400a60(

Selectionner la recette

+

¥

¥

31.2 - Description de la fenetre ( retrouver les parametres de mesure)

Execution Criteria ] General Parameters l Reporting and Export ]

Definition } Mapping Steps l Sample Judgement Criteria] Final script
PR mode :
\Without PR
Grid : [~ Show points order

100mm wafer_49 points.grd
Puoints {mm) : Al

Select | Unselec:t|

v 1 [ = 0.000, v = 00003 -
2 K= 13333, v= 0.000) .
¥ 3 = 9428 %= 9.428)

v 4 [ = 0noo = 13333

V5 K= -9.428, %= 9,428 &
v 6 = -13.333, %= 0.000;

7 o= -8428, %= -9.428)

v 8 [ = 0noo = -13.333)

v 9 [ = 9428 v= 9428

v 10 (<= 2EEET VY= 00003

« 11 = PARAT = 10 2057 i

Create group ‘ Modify group | Delete grou

Group Points

X=17.476 mm, % = bb_796 mm

Acqg. Routine

5 seconds acquisition time.l ] Si_Sil]2_thermique_mufifierﬁ i

Sawve Save As __. | «" Run | Output Description ‘

- W User Libra
+

Data Manipulation
® = Nombre de point a mesurer ( GRIDS) + I Materials

+{ I Models|
+|® _Grids
+ Hecipes
P Report Templates
+ I Results
+ [ Reports
+ [ Application Library

@ = Acquisition routine
® = Models

31.3 - Changer le parametre de hauteur noté précedament (mise en place de I’échantillon)

12
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Dans General Parameters

Save

31.4 — Lancer la mersure

Cliquer sur « RUN »

Ellipsometre notice

£ value :
mettre la bonne valeur

christophe Lemonias : MAJ — 12/2020
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32 - Création rapport d’'une mesure automatique

32 - Rapport pour une mesure « recette »

Ouvrir un fichier
Cestdans ¥ Results pyis dans

= I User Library

- W Results
+- I Acquisition Data
= ' HEEiFIE Results puis C|iquer sur I Model Results

- W Recipe Results
+- ] 2017.11.30

@ - 4 2018.01.15
XXXXXXXX - si02
' mapping 5 pts oxyd

_ A Recipe Result - mapping 5 pts oxyd.essai 1 14h 14mn 33s.rcr | =0 o |
32-1 Parametre de base Recipe infarmation | Recipe files | Steps | Tables | Mapping
%‘H @ Setup Recipe general information
. : m‘%ﬂm : mapping 5 pts oxyd
Cliquer sur === pour serpie vane  esaas
sauvegarder le fichier sigemens

Judgement table

Boundary Valus

: GOOD, all criteria are GOO

Message

Recipe details

Recipe Name : <User Library\Recipes» si02.rcm
Recipe Type : Mapping

Starc : 15/01/2018 14:14:33

End : 15/01/2018 12:16:12

Recipe steps @ S

Run =teps H-]

Save configuration Save partial resuits {Show 2 report...}|  Print a repart

A Recipe Result - mapping 5 pts oxyd.essai 1.14h 14mn 33s.rcr
32.2 - Mesure — — :
_— Recipe information I Recipe files Steps ITﬂbIes ] Mapping

StEps Current step: 1 ) M ¥ Tables |v Statistics ¥ Mapping
Steps list IDetﬂiIs I Acquisition I Modeling ]

Cliquer sur

Export data |

P . StEps Iist Step X - Y v Acquisition namev| Modeling name v | Judgement | Tablex |Statistiv.|Mappfr.

uis 42 5[IEI| 0.000|10 seconds acqui... | Masure oxyde th GOOD ‘ | ‘
-42 500 0.000 10 secands acqui.. hMesure oxydeth..  GOOD " ~ v
0.000 42,500 10 seconds acqui... Mesure oxyde th GOoD v [v [v
n 0.000 0.000 10 seconds acqui... Mesure oxyde th... GOOD v [ [v
0.000 -42.600 |10 seconds acoui... Mesure oxyde th.. GOOD 2 [ [

| 1 — — p—

Xp- ¥ § = |§Acquisition n% mer | Modeling naghe + Judgen* e
— B— — —

Cliquer sur @ pour
changer les valeurs

On peux choisir les parametres que |'on veux sauvegarder

Die

. B 0.00  servertime
Cliquer sur Export data 000 Time
Group

Acquisition name
Modeling name
L1 Thickness [4]

2

X
Judgement
lteration Count
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32.3 — parametres par point
Steps

Recipe information l Recipe files Steps |

T»» M

Steps list Details lAcquisitiun l Modeling
§| | Setup |

Cliquer sur
Current step:

Puis =teps list

Selup . permet de selectionner les
parametres a imprimer

Permet de selectionner le point

T»

L, §

M| : sauvegarder le fichier Current step:

32.4 — parametres global

Cliquer sur Tables

Recipe information l Recipe files l Steps \ Mapping l

|1 - Statistics, grouped by recipe group index

Add | Modity | Delete | & B}| Export data |

Selectionner 1 : Moyenne géneral |1 - Statistics, grouped by recipe group index

recipe group index

1 - Statistics, grou
2 - Steps. grouped by recipe group index

Selectionner 2 : Point par point

32.5 — Cartographie

Mapping Yiew type: |2D Foint values

Title:

Cliquer sur

2D Point values
2D Conversion grid
2D Color Contour

Auto
Dans « View type » selectionner

Cocher pour determiner les parametres a Recipe information ] Recipe files

afficher Displayed values

si MgO_L1 Thickness [nm]

(it Recipe Result - mapping 49pt.Si_Mg0.10h 18mn §9s.rcr

-« -8
Recipe information | Recipe files | Steps | Tables Mapping |

Displayed values

[ si MgO.MgO sur si g=
[~ si MgO.MgO sur si es
[ si MgO.MgO sur si wt
[ si MgO.MgO sur si wp
[ si MgO.MgO sur si T,
[ si MgO.MgO sur si I'd
[ si MgO.MgO sur si f,
[ si MgO.MgO sur si w, ,
[ si MgO.MgO sur si y,
[ si MgO.MgO sursi f,
[ si MgO.MgO sur si w, ,
[~ si MgO.MgO sursi y,
[ si MgO.*

-] Sl=

View type: ‘ZD Point values
itla- 2D Paoint values
Title: M 2D Conversion grid
2D Color Contour
2D Mean Contour
2D Color wafer plot
3D Wafer Map
2D Sigma plot
3D Sigma Map
Values by point number
Values by time
Kinetic View
Histogram
Radial section
Circular section
Radial aggregate
Circular aggregate

I Show legend

Substrate color: [/~
=

Edge color:

56T 5125

26,886

23591 27761 27,089 23559

26840 27174

37194 23 562

Cliquer sur ﬂ pour sauvegarder le fichier

Apres une acquisition nous pouvons retraiter I'information:

Ellipsometre notice
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Aller dans « Result » puis « Recipe Result » , « Steps » , on selectionne la recette

Cliquer sur Acquisition data operations ¥ puis Save data from steps selection...

| € Recipe Result - LotiD.avec mdi.14h 30mn 39 rr

' Recipe infonnationl Recipe files Steps ITablesl Mapping]
‘Currentstep: M 4 4 [—3 b b M v Tables v Statis!
Steps list| Details Acquisition I Modeling |

Acquisition data operations ¥ I

View spectrum as text (.spe) $ _J __’ __' _'

Save spectrum (.spe) EI Right : | lc

Save spectrum (.spb)

Save data from steps selection...

Choisir &+ Classic spectroscopic files (*.spe)

r r
Recipe acquisition data file format M

Select the file format for single acquisition results :

+ Classic spectroscopic files (*.spe)

" Binary spectroscopic files (*.spb)

Note: acquisition scenario results are always extracted as *.acrfiles.

Puis « OK »

Acquisition Data Extraction from "anne Si_Si02.15h 42mn 335" . -— —— —

Storage Directory | <EsulsVACquisiton Datey 201604 24\Si_Si02_thermique CF mesureSpt 400a600nmianne Si_Si02.15h 42mn 335 |

File nameformat  [Recipe Point ¥

Paint# | Ewest | Enit |

TV T e

File Name
. 51_5i02.15h 42mn 33:\Recipe Paint 1.5pe.

<

Data> 2018.04.24\51_5102_thermique CF mesuret ot 40025 00nmhann

[
=
i

St 4002800 12.5pe

St 4002600 & spe
<Results\Acquistion Dats> 201804 20\Si_Si02_themiaue CF mesurs3pt 400600nmarine.Si_Si02 15k 42mn 335\Recipe Point 4.spe
<Results\Acquistion Data> 2018 04 24\Si_$i02_themiaue CF mesure3pt 400a800nanne.Si_Si02.15h 421n 33¢\Recipe Point 5 spe
<Results\Acquistion Dat> 2018 04 20\Si_$102_themiaue CF mesure3pt 400a800nmanne.Si_Si02.15h 421mn 33¢\Recipe Point B spe
<Resuls\Acquistion Dats> 2016 04 24\Si_Si02_themiaue CF mesurs3pt 400600Nmanne. Si_Si02.15h 21 335\Recipe Point 7.spe

<Results\Acquisiion Data> 2018.04.24\51_S102_therrique CF mesuredot 400a600nmhanne: 5i_Si02.15h 42mn 335\Recipe Point 8 spe

[l
T

<Resuls\Acguisiion D ata» 2018.04.24\51_S102_therriaue CF mesuiedpt 400a600nmhanne: Si_Si02.15h 42mn 335\Resipe Point 3.spe

& Print + Ok | X Cancel
Puis « OK »

Ellipsometre notice christophe Lemonias : MAJ — 12/2020
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k|
Extracting acquisition data k

—

In process...

Reprocess

Reselctionner la recette puis selectionner

M Sl SadUENETImigue waier. mui

= I Grids
- Recipes

+- I+ Report Templates

1 ¥ Results

+- I Acquisition Data

+- I Model Results

= W Recipe Results

- 25 2017.11.30
+- ] essaiell
+- ] Nonamel
-9 502

@ mapping 5 pts pmma 20.dg
it mapping 5 pts pmma 20.dg
@ mapping 5 pts pmma 20.dg
it mapping 5 pts pmma 20.dg
@ mapping 5 pts pmma 20.dg
it mapping 5 pts pmma 20.dg

+ 1 2018.01.15
+- ] 2018.01.19
+- [ 2018.02.02
+- 1 2018.02.05
+- 1 2018.03.09
+ 1 2018.03.14
+- ] 2018.04.05
+ (1 2018.04.13
+- ] 2018.04.19
-2 2018.04.24

-l 23 Si_5i02_thermique CF mesur
anne.Si_Si02.15h 42mn 335.

Mew folder

T

[

Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Delete Del
Rename Ctrl+R
Reprocess Ctrl+P
Batch reprocessing...
Open Ctrl+Q
Open as Text Ctrl+T
Tools
Find ... Ctrl+F
Copy file from ...
Copy file to ...
Export ... Ctrl+E
Import package ... Ctrl+I
Build package ... Ctrl+B
Update models ... Ctrl+U
Update Acquisition Routines... Ctrl+A
Batch Modeling ...
Recipe acquisition data batch extraction...
Check files integrity ...
Purge results files ...
Delete files ...

™ W

Recipe Environment Restore

In order to reprocess a recipe, the recipe environment must be restored

The following files will be restored

<« [

Puis « OK »

Ellipsometre notice

_thermigque CF|  Mapping Recipe
<User LibranAGrids> wafer 100 mm\100mm wafer_3 poi Grid
<User LibranAAcouisition Routines» 5 seconds acquisit.  Acquisition Routine
<User LibranAhodels> Si024Si_Si02_thermicue 400-500 tadel

<Results\Acquisition Data> 2018.03.14015 sec\FabMNbMN.  Spectroscopic Data
<User LibranAMaterials> SKSiF100_jelref
<User LibranAMaterials> Si0243i02 wafer oxyde thermi| Dispersion Formula

Feference Data

eady exists

ize

753 B |ves, with same size

116 KB Mo

21.02 KB Yes, with same size
147 65 KB “es, with same size
3.57 KB Yes, with same size
1.28 KB “es, with same size

« OK X Cancel

christophe Lemonias : MAJ — 12/2020
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=

Definition |Samp|e Judgement Criterial Final script | I
PR mode :
[without PR
Grid - [” Show points order

| 100mm wafer_9 points.grd

Points {mm) :

¥ 1 (<= 0.000,v= 0.000)

V2 (= 40.000,v= 0.000)

V'3 [$= 28284 Y= 28284

v 4 (<= 0000,v=  40.000)

5 [$= -28.284. Y= 28.284)
)
j
J
j

VA (= -40.000,% = 0.000
7 = -28.284. %= -28.284
8 <= 0.000,%¥= -40.000
v a = 28284 %= -28.284

Group |Points count Acq. Routine Model
1 9 5 seconds acquisition time... EIRS{IFEEUGEL TG TS IHEATINGT |

Nous pouvons changer de « MODEL »

. ~/ Beprocess
Clisquer sur pour relancer la mesure

Ellipsometre notice christophe Lemonias : MAJ — 12/2020
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40 — Traitement d’'une mesure

40.1 — Modeling description

Modeling description

| Drefault ﬂ

add | i | Edt .

Editer le model :

40.11 - Dans Modeling conditions

On sélectionne toute la gamme des
paramétres

" Experimental file full spectral range

On sélectionne une limite spectrale des
parametres mesurées

Pour augmenter la rapidité de la mesure
on peut limiter la prise en compte d’un
nombre de point

+ Experimental file limited spectral range

Start : | 440.0000 |nm ~|
End: | 1000.0000 nm
Use 1/ | 10 point{s)

On sélectionne une limite spectrale des
parameétres mesurées

Pour augmenter la rapidité de la mesure
on peut limiter augmenter I'incrément

" User defined spectral range :

Start : 44I].I]I]I]I] nm ~
End : | 9900000 nm

Increment : | 1.0000 nm

M33 =1Ic
M34 =Is

v Display specific observables after fit or simulation : :

Bottom axis observable : |Wavelength

Left axis observable : |Is

Right axis observable : |Ic

3

40.2 — Parametre reflection

[F] [F]Gan cauchy.dsp

Al203-ne_pal.ref

NN es0000.00
LP Al203-no_pal.ref

2]

Yoid.ref

it

Thickness | Materials | Special functions L.B.R. IT_N_U_ l Checks l
Limited backside reflection
[ Use limited backside reflection;

Fitting Choice Properties for layer #2

Cliquer sur

[ Use limited backside reflection:

Ellipsometre notice
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input light
tiz*rs*ty
medium 1 (air)
L2 \\‘
medium 2 (glass) ti2¥ra3
medium 3 (air or Blu-tack) tia*taa

Pour intégrer ces parametres il faut tenir compte de la reflétions (incohérence réflexion) dans notre cas il

faut tenir compte de Al203

Fitting Choice Properties for iayer #1

LX)

Ordinary Axis | Special functions LBR. IT.N.U.| Checks |
— Limited backside reflection

v iUse limited backside reflection

Number of reflections :

% Nominal value : 2

" Multistart :
First beam number :

% Nominal value : I 9

" Multistart -
\
. Firstbeam % : 10000 | Fit
Lastbeam % : 5000 ™ Fit

Dl

Ok I Cancel

40.3 — Double parametres par rapport a une couche

Ellipsometre notice christophe Lemonias : MAJ — 12/2020
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MA T 650.00000

o 0

Al203-ne_pal.ref
Al203-no_pal.ref

Void.ref

Faire un clique droit , choisir Anisetropic Biaxial layer

[F]Gan cauchy.dsp

Add > Simple layer

. . Gradient layer
Paste material from clipboard Y

- Anisotropic Uniaxial |
Paste layer from clipboard nisotropic Unlaxial fayer

Al203-ne_pal.ref
Al203-no_pal.ref
Yoid. ref

40.4 — retrouver les indices

Sélectionner n et k

Output Description

Anisotropic Biaxal layer
Grad.Anisotropic Uniaxial layer
Grad.Anisotropic Biaxial layer

Interaction layer

Output description name : |Default

v Adjust graphic X axis after display

Output Result | Model post-calc. Layers post-calc. | Recipe output | Model output check

h— 2 Gan cauchy.dzp

k (Graph + Table)

Er

E T

Ge composition

E, , /E; ; /Egcalculalions
Effective thickness

User defined composition
User defined proportion

1 Al203ne_pal ref
Al AR 3no_pal ref

-
Ge compaosition
= =

P2 ™ = 3

ST malridlabtinne

Ellipsometre notice

_n (Graph + Table) |

» | Calculations for observable - n

Attention: Don't use this function for energies outside of the
fitting range. if the material is represented by EMA (EMT) |

v Calculate graph

¥ Calculate table of values :

m

Unit : nm -

Boundary
| Value ‘Eheck‘ WYalues | Add value |
| 633.0000 | 0.0000->0.0000 | pelete value

_Sortvaluss |

Save to file
Load from file

christophe Lemonias : MAJ — 12/2020
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51 — Création Grids

51.1 — Création grids

2 solutions

Clique droit sur = ' puis selectionner

Cliques sur &rd: S
Mew Simple Grid

’ Simple Grid
Selectionner imple Bn

=¥ User Library
= P Acquisition Routines

~ I Data Manipulation

= I Materials

= P Models

=V [EF8
o

wafer

Mew Simple Grid

..

-

'H'H_'ﬂfEf Mew folder

La fenetre s’ouvre

Erid .
. ‘..‘ @ @ /—[\—\ @ Z Setup [~ Show points order

| Edge = 0584 mm | Thickness = 0.279 mm | Diameter = 50.80 mm

Zoom level : I: H2| H3| :-:4| :-:El

| = 54 455 mm, % = -28.506 mm

[ Sove_ | Savess...|
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51.2 — Definir le subtrat

Subst,
Cliquer sur =&tup

Substrate setup @
Ici parametre par default pour 4 pouce Predelied silisledes .
Selctionner le type du subtrat Substrate type : |Wafer with flat |
. Diameter : 100.00 mm
Diametre du subtrat
4 pouce = 100 mm Flat length 32.47 mm
Flat diameter : 9729 mm
. Flat/Notch location : -
Location de notch ou du meplat e Bottom
Par default |BOttom 5 X-Y axis switch - ™ Yes
Edge : 0.584 mm
Thickness : 0.525 mm
Sawve as default | ‘ i Close |

51.3 — Definir le centre de la plaque

Stage
Setup

Cliquer sur

Wafer 4 pouces

X!

Substrate to stage setup

Wafer 2 pouces

[t

Substrate to stage setup

Oftset to stage origin X : 51.000 mm

Oftset to stage origin Y : |-51.460 mm

Oftset to stage origin X : |75.600 mm

Offset to stage origin Y : -74.620 mm

51.3 — Definir les points de mesure

Cliquer sur @

] I

Grid setup
Changer Circular grid
- Grid X offset:  |0.00 =/ mm
Circles : J
Grid ¥ offset : 0.00 2| mm
Sectors :
Circles : 3 g
Increment :
Sectors : 8 g
Diameter : Increment : 1 g
Diameter : 40.00 ﬂ mm
Angle 0.00 %"

=

51.4 — Sauvegarder

Ellipsometre notice
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52 - Créer un model
2 solutions
1" solution

4

Cliquer sur """l"'jd-

52 - Créer un model

2ieme solution

Clique gauche sur ¥ Models

=W User Library

- I Data Manipulation

Sélecti Spectroscopic Model I'i}".‘ Materials
électionner

A Model - Nonamel.mdl
Results I

- v
-- [ Resine
-- 1 resist

Puis clique droit

#- I Acquisition Routines

Sélectionner Mew Spectroscopic Model

= o)==

| él |M Save results lilel Update | Shiow reportl

Left : I

R

A% v|@)eu| SiEee @)l 8 o i
B =l
:
|

hickness unit: | A - |

¥ Exp. File ”

Clear results before fit | ¥ Clear graph before simulation | [~ Show all fiting steps

Fitting chaoice Fitting procedure Modeling description Output deseription —— )
- ISingIe Step j IDelauIl j IDefauIt ;I Simulation Save
L 2 O O 2 I Save s

52.1 — Définir 'unité

Définir 'unité :

52.2 — Définir les éléments (couches)

Fait glisser les matériaux

Thickness unit : Iﬁx vI
s [
nm

ym
mim

= W User Library

| O o0

[JAI1203_lz.dsp

= W Materials

c-Si_HJY ref

E}--a Al203

Ellipsometre notice
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52.3 - Définir les parameétres de mesure d’un matériau

52.31 - Fit d’'un matériau

Cliquer sur ] 100.00 [ ]JAI203_lz.dsp

Si-100_jel.ref

Le FIT apparait [F UL

[ 100.00

Cliquer sur pour définir des parameétres de mesures

Fitting Choice Properties for layer #1 L&
Donner une valeur nominale Thickness | Materials | Special functions I LB.R IT.N.U. l Checksl
¥ Fit v i
" Nominal value : 496 99 nm
49699 nm
& Muitiguess absolute - w000
" Multiguess relative : Start. J00 D0/
g ’ End: 520.00 nm
Ou " Multistart absolute : | " ,W
ncrement . nm
" Multistart relative :
Donner une marge C Correlatedto :  Layer number - 14~
(+ Mult?guess abscrlute : —_—— ,W om Rﬁﬁ-n factor -
" Multiguess relative : - ,m am * Fixed : 1.000
" Multistart absolute : | - ,W  ¥ariable : Start : 1.000
" Multistart relative : nerement: = End: 1.000
Increment : 0.000
52.32 — Définir les parameétres de calcul
[F] 100.00 ey |AI203_lz.dsp
Cliquer sur ™ Si-100_jel.ref
Pour effectuer une mesure plus rapidement nous LErastm e
pouvons en |aissant COCher Uniquement Dispersion file name : Si02 wafer oxyde thermique.dsp
Dispersion formula name : Classical
. . Parameters Sub-fl:lrmulal
v -Single Oscillator % High Frequency
_ 2
(8 z E:C ) m i 800
7 2 .
m t - m —I_ 1 r 0 m +-Single Oscillator
2 I, #0
(6, " & )0
2 2 4
O; O 1,0
v -Drude Model
2
® »
2 .
-—0o"+1T', o
¥ -Double Oscillator
2 Yy, #0
Zz f](.'J 05 vy, 70
i1 mé -0+ iy,;0

Ellipsometre notice christophe Lemonias : MAJ — 12/2020
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Nous avons défini nos différents paramétres

[F] 100.00 [FlAI203_lz.dsp
Si-100_jel.ref

52.4 — sauvegarder la mesure

. Save Az
Clique sur

Bien noter les différentes couches

Nous pouvons changer les parameétres de notre matériau pour I’adapter a notre mesure

52.5 — changement parameétre de nos matériaux

- Faire une mesure

- Effectuer un fit

Cliquer sur -Pdate

Enregistrer le fichier (model) sous un nom explicite

Puis Enregistrer les matériaux sous un nom explicite

Update model files /

[v - Update tModel

Destination model file name

|< Idzer LibranphModels> Si0245i_Si02_thermigue rnul.mdl

Fitted dizpersionz

Change

lpdate | File name

[v |<L|ser LibrarysMaterials> AIRZOIMAIZOD lz.dzp

Ajouter une rugosité pour améliorer un FIT

[F] 100,00 [ ] % [F]woid dsp 50.00 % *
[F] 100.00 [FlAI203_1z.dsp

Mettre une valeur nomimale de = 4/5 nm

Ellipsometre notice christophe Lemonias : MAJ — 12/2020
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53 - Créer une acquisition en automatique

53.1 — Création d’une recette

2 solutions :

-él{- Create new recipe ... Ié
Cliquer sur "&c _.

" Application Library

Immediate Recipe

@ Mapping Recipe
Cliquer sur

Mapping Recipe

Calculation Recipe

&
@
&

Kinetic Recipe

X Cancel

Ou
Clique droit sur = v - W User Library

+- P Acquisition Routines

P Data Manipulation

P Materials

P Models

P Grids

=B § Recipes|

-- =3 Recette de base

i 100mm 49pt 10s.rcm
- -

Mew Mapping Recipe

+

Selectionner

+

+

51.2 - Description de la fenetre ( retrouver les parametres de mesure)

A Mapping Recipe - Nonamel.rem E@

Execution Criteria ] General Parameters I Reporting and Export I
Definition I Mapping Steps I Sample Judgement Criteria I Final script I
PR mode :
Without PR =

Grid :

Paoints {(mm) : |

Group Points Acq. Routine Model

Save | Save As ... | + Bun Qutput Description |

Ellipsometre notice christophe Lemonias : MAJ — 12/2020
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Execution Criteria ] General Parameters

I Reporting and Export ]

Definition } Mapping Steps l Sample Judgement Criteria] Final script
PR mode :
\Without PR
Grid : [~ Show points order
100mm wafer_49 points_grd
Points (mm):  All| Select | Unselect
1 (<= 0000 %= 0.000) -
2 f¢= 13333, %= 0.000) -
¥ 3 (= 9428 %= 9.428)
¥4 <= 0000Y= 13333 X
v'5 K= -9.428 %= 9.428) -+
B = -13333, %= 0.000)
7 = -8428, %= -9.428)
v 8 [ = 0ooo = -13.333
v 9 [ = 9428 v= 9428
v 10 [x= ?BBR7. VY= 0.000)
11 M = PARAT = 10 20R i
Create group ‘ Modify group | Delete grou X=17.476 mm, % = bb_796 mm

Group FPoints Acq. Routine

5 seconds acquisition time.l } Si_Sil]2_thermique_mufifierﬁ i

Save Save As __. | \/ Run | Output Description ‘

Faire un glissement pour selectionner les
parametres

® = Nombre de point a mesurer ( GRIDS)

@ = Acquisition routine
® = Models

Ellipsometre notice

- W User Libra
+

Data Manipulation
B Materials
> Models|

+

+

HL# Grids |
+ Hecipes
P Report Templates
+ I Results
+- » Reports
+ [ Application Library

christophe Lemonias : MAJ — 12/2020
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90 — Astuce

1°/ calcul plus rapide

Si nous n’avons pas de fast calculations dans notre model , il faut envoyer le fichier license.lic a Horiba

Modeling description ﬂ

Modeling description name : IDefauIt

Modeling conditions | Fitting params | Simulation params Optical calculations params |
Calculation package:

Optical calculations j
Optical calculations Elli
Optical calculations

99 pm

Spectral resolution:

AM (nm): I 50 [” Partial coherency
Segments number: I 1 Comment:

A data value calculated at each
wavelength is assumed to have

Shape: % Rectangular a distribution of specified width (AA)
and shape, divided into several
 Gaussian segmenis for the numerical
integration.
 Exp 2-1 &
0
- = I 2.0
817 “
2
A AOL:

A AOI value (°) : I 0.0000
Segments number :I 1

Templates™ ¥ | Ok I Cancel | Save as defaultl

queling descriptiorn ! u \ ' - ) (=t S|

-

Modeling description name : [Default

Modeling conditionsl Fitting params| Simulation params Optical calculations params I
Calculation package:

:
Coherency length:

29
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2°/ Mesure forte epaisse

Changer : filter =T , en filter = F

=>» Modification acquisition

Filter=T
Filter type=0
Filter 5ﬁze=1q

Filter=F
Filter type=0
Filter size=10

| test.acq - Notepad

j for thick film +1mic.acq - Notepad R —

File Edit Format View Help
[DeltaPsi Acquisition Routine]
DP2Version=2.7.1.26201
Date=2018/11/15 09:55:31. 358

[General section]
RoutineType=LCEAdvancedAcquisition
AutofocusMode=NoAF
DisplayMode=windows four
complete=F
LambdaMmin=439.779083251953125000
Lambdamax=999. 88745117187 5000000
UniteLCE=nm

Quality=1

optimisationMode=1
AutoEvaluate=T

Use Initial Acquisition Routine results=F
INtTime=763

Filter=T

Filter type=0

Filter size=10

Measurement time=10000

Accum=1

BackgroundMode=0

Angle=70

Angle change=F

startPhi=60

EndPhi=70

Trmerrnnbh-a _C©

Ellipsometre notice

File Edit Format View Help

|[DeltaPsi Acquisition Routine]
DP2version=2.7.1.26201
Date=2018/11/15 09:55:31. 358

[General section]
RoutineType=LCEAdvancedAcquisition
AutofocusMode=NoAF
DisplayMode=windows four
complete=F
LambdaMmin=439.779083251953125000
Lambdamax=999. 88745117187 5000000
UniteLCE=nm

Quality=1

optimisationMode=1
AutoEvaluate=T

Use Initial Acquisition Routine results=F
INtTime=763

Filter=F

Filter type=0

Filter size=10

Measurement time=10000

Accum=1

Backgroundvode=0

Angle=70

Angle change=F

startPhi=60

EndPhi=70

Tnrrpohi-g
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